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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจยัน้ีศึกษาผลของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ท่ีท าเป็นชั้นต่อตา้นการสะทอ้นแสงส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงซิงก์ออกไซด์ ฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ท่ีเตรียมโดยวิธีการระเหย
ดว้ยความร้อนและวิธีการสปาร์คท่ีมีจ านวนรอบของการสปาร์คเป็น 0.5, 1.5, 2.5 รอบ บนแผ่น
รองรับกระจก ท าการวเิคราะห์พื้นผวิโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบวา่ฟิล์มบาง
ซิงก์ออกไซด์ดว้ยวิธีการสปาร์คมีผิวท่ีขรุขระและอนุภาคอยู่ในระดบันาโนเม่ือเทียบกบัตวัอา้งอิง
และดว้ยวธีิการระเหยดว้ยความร้อน  สมบติัเชิงแสงศึกษาโดยการวดัค่าการส่งผา่นและการสะทอ้น
ดว้ยเคร่ืองยวู ีวสิซิเบิล สเปคโทรสโคป ค่าดชันีหกัเหแสงและความหนาของฟิล์มวดัจากเคร่ืองอิลิป
โซเมททรี ผลปรากฏวา่ฟิลม์ท่ีเตรียมไดจ้ากวธีิการสปาร์คสามารถลดค่าการสะทอ้นกลบัและเพิ่มค่า
การส่งผ่านของแสงไดดี้กวา่ตวัอา้งอิงและฟิล์มท่ีเตรียมจากการระเหยดว้ยความร้อน นอกจากน้ีค่า
ดชันีหักเหแสงของฟิล์มท่ีเตรียมด้วยวิธีการสปาร์คมีค่าอยู่ระหว่างแผ่นรองรับและอากาศ ส่วน
ความหนาของฟิลม์ท่ีเตรียมดว้ยวิธีการสปาร์คไดอ้ยูใ่นช่วง 20-100 นาโนเมตร เม่ือน าฟิล์มท่ีเตรียม
ไดม้าประยกุตใ์ชก้บัเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงซิงก์ออกไซด์ ถูกทดสอบภายใตแ้สงอาทิตย์
จ  าลอง ซ่ึงจ าลองสภาวะ AM 1.5 มีความเขม้แสง 100 มิลลิวตัตต่์อตารางเซนติเมตร ผลปรากฏว่า
เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์เคลือบดว้ย 1.5 รอบของการสปาร์ค ให้กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 4.34 มิลลิแอมแปร์
ต่อตารางเซนติเมตร โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด 0.8 %, เม่ือเทียบกบัเซลล์อา้งอิงท่ีให้กระแสไฟฟ้า
ลดัวงจร 3.00 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร มีประสิทธิภาพ 0.43% ตามล าดบั นอกจากน้ีเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงซิงก์ออกไซด์ท่ีเคลือบดว้ยฟิล์มสปาร์คให้ประสิทธิภาพสูงกว่า ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเน่ืองจากชั้นต่อตา้นการสะทอ้นแสง 
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Abstract 
 
 In this research, we investigated the effects of ZnO thin films as an anti-reflection layer 
for ZnO dye-sensitized solar cells (DSSCs). ZnO thin films were prepared by thermal evaporation 
and sparking technique with 0.5, 1.5 and 2.5 sparking cycles onto glass substrates. Surface 
morphology was investigated by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and 
showed that sparking ZnO thin films have roughness surface with nanoparticles compared with 
reference film and ZnO flim prepared by thermal evaporation. The optical properties were 
measured via transmittance and reflectance using UV-vis spectroscopy. The optical reflective 
index and thickness of the films were obtained via ellipsometry.  It was found that the films 
prepared by sparking technique can reduce reflection and also increase transmission of light more 
than that of the reference film and the film prepared by thermal evaporation. Also, the optical 
reflective index of the sparking films has value between that of the substrate and air. The 
thicknesses of sparking films are in the range of 20-100 nm. For the ZnO DSSCs assembly, the 
photoelectrochemical parameters of DSSCs were monitored under stimulated sunlight AM 1.5 
with the radiant power of 100 mW/cm2. The results showed that the solar cell with sparking film 
1.5 cycles has a short circuit current density (Jsc) of 4.34 mA/cm2 and the maximum efficiency 
(Eff) of 0.8%, compared with the reference cell of 3.00 mA/cm2, 0.43%, respectively. Moreover, 
the DSSCs with sparking films exhibited higher efficiency, suggesting an efficiency improvement 
due to anti-reflection layer. 
 


